Lazo de realimentacion PID
(en AFM)

Laboratorio 5 — Abril 2017



Lazo de Control

Senal de
referencia

Setpoint

©

Error
é

Controlador |—> Actuador

Medicion

Senal de

control

SISTEMA

Variable

Sensor




Lazo de Control

Senal de Senal de
referencia Error control
— = Controlador j=——>- Actuador |—>| SISTEMA
Setpoint |
Medicion
: Sensor |-
Variable
Error

e(t) = setpoint —variable(t)
integral

Seinal de control PID u(t) £ K, e(t) +_|_ K, dz(t)
[
(]



de(t)

4
Sefial de control PID u(t)=K,.et)+K, j e(r)dt+K .
0
K, K, Kp?

Las ganancias influyen en la performance del sistema:
como responde el sistema ante un cambio de Setpoint
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4
Sefial de control PID u(t)=K,.et)+K, j e(r)dt+K .
0

de(t)

. Directamente proprcional al error. Aumentar K,
mejora la velocidad de respuesta. Empiezan a verse oscilaciones.

* Integral: suma el error en el tiempo. Mayor K, mejora el steady

state error (Windup)

. Proporcional a la tasa de
cambio. Mejora la respuesta. Muy
sensible al ruido.
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Distintos tipos de imagen en cada modo

. Litografia de polimeros sobre vidrio
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Espectroscopia: curvas de fuerza
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Propiedades nanomecanicas
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Nanofabricacion
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A B c D Figur\s 2. UWyis abaorpﬁon spechrum of clear ye”ow collaidal Ag.

Figure 1. Colloidal silver invarious stages of aggregation, (4] clear
y§|ow sal, (B) dark yellew sel, [C) vicﬁe? sal , and (D) grayish sal,
as aggregation proceeds.

Table 1. E"‘“u:‘.rﬁqi‘:hfit ;’l"u.:g:lﬂnop-ﬂrlulol . <
[NaBH,]/ [AgNC, | Time for Breakdown of Colloid/min .‘
2.0 stable e
2.1 ~ 30 “
1.9 ~ 20
1.8 ~5 .

=[AaML] s constant at 1.0 mbd.

4 AgNOz+NaBH4+3H,O — 4Ag+H:BO2+3HNO3;+NaNO3+2H;



Nanofabricacion

- Sintesis de nanoprismas
de plata
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Scheme 1. The conversion of silver nanoparticles to silver nanoprisms
with NaBH4 and H,0,. Inset: Solutions of silver nanoprisms containing
various concentrations of NaBH, (left to right: 0.30 mM, 0.50 mM,
0.67 mM, and 0.80 mM NaBH,).
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Figure 1. A) UV-vis spectra of nanoprism colloids with various NaBH, concentrations
([H202]=20 mM). 1) 0.30 mM, I1) 0.50 mM, IIl) 0.67 mM, and IV) 0.80 mM. B) TEM im-
age of Ag nanoprisms ([H;0;] =20 mM, [NaBH4|=0.80 mM).



